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本の非鉄金属工 におけるパラ 
一企業内技術スピルオーバのダイナミズムと 効果一 

0 中川五店 ( 住友電工 ) , 渡辺千個 ( 東工大社会理工学 ) 

  薄 

日本の非鉄金属工業ての 々 / ヘ一ゾョン には、 企業内の既存事業から 

新規事業への 技術スピルオーバが 大きな役割を 果たしてきたか、 同 ㍼ こ ， 

スピルオーバ 源が逐年 掴 渇し、 それか イ / ヘ一 ションを抑制してきてお 

り。 順次企業内外からのスピルオーバ 技術の同化か 起こりにくくなって 

きているさ 蕪 agawaa ㎡ W 鰯 aIlabe, 2006) 。 住友電工を典型的な 例として、 
を分析し、 企業内技術のスピルオーバ 同化ソフトのメカニ 

スムを分析し、 企業内技術スピルオーバの 眼界を克服する 技術戦略につ 

いての示唆を 得る。 

図 l に 住友電工のテクノスト / クと 技術の限界生産性⑱ 伊 同の推 

移を示す。 
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丁の推移 り タ 80-20 の ノづ午 移動平均 

図 @ がら、 @ 勢 8 年まて低五を 続けてきた 丁が、 l 簗 B 竿を底に 200a 

午 まて再び ヒ昇 していることがわかる " これは、 企業内の技術スピルオ 

- ハか 限界に達したにもかかわらず、 新たな 技挿 スピルオーハノースを 

獲得することて 尊威畏したことを 示唆するものてあ る。 

企業内の技術スピルオーバを 分析するために、 特許出額のテータを 用 

いてまず事業分野ごとのテクノストン ク を推計づる。 図 2 に住友電工の 

数の推移を示す。 これを見ると、 新規事業ての 特 

井出額が増加することで、 全体の特許由 の 増加に貢献していることが 

わかる。 

特許 T 額 ㌢は、 研究開発費 R とテクノスト ノ ク丁のと 型 生産関数てあ 

る @Gn@@c れ ㏄， 1980) ことから   

これを コプ 。 ダダラス型の 生産関数として 住友電工の 1980 年から 2 ㏄ 3 

年の間の相関分析により 

㎞ 尹 = 一玉 03 号 0Bg 癒   一 (-2333@  0  06  の l 丁 n 夫弔 0  @4g2@ 五 OD2  (4) 
09 便， D 紀 =A 73 

，五二 0 捜オ 1991, 

の， =  lat メはほ ㈹ 1991,1992,2 

となる。 (4) の逆関数を求めると   

鉄 として表され、 

03-0@@D,1/(089-006D, め 

で同し関係か 成立すると判断できる " また、 それぞれの事業分野の 研 

究 開発費の合計か 会社全体の研究開発費に 等しいことから、 各事業分野 

の研究開発費は 次のように表される。 電線。 ケープル G=i) 、 特殊金属 

線わ =2@ 。 粉末合金 0 年功。 新規事業 む = 翰に 0 いて 

    
  

括 =14, ん 二車 の，パ 3 

図 2 に事業分野ごとの 特許   図 3 に ここがら推計した 

事業分野ごとのテクノスト ノク の推移を示す。 

1980         1986         1992                         

  
図 2. 事業分野別の 特許出願の推移                       
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図 3.  事業分野別の テタ / ストックの推移㍗ 膵か 20%   

図 3 からほ．新規事業のテクノストックが、 1ggt1 年から 2 

けて低下しているものの、 その後上昇に 転じていることがわかる。 

ア 4 一 一 
  (6) 
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図 4. 新規事業の技術同化能力の 推移 (, 。 ""-," の ノ ． 

図 4 に新規事業の 技術同化能力を 示す。 新規事業の技術同化能力が 

王 Q90 午 以来上昇に転じている。 これは、 新規事業が、 スピルオーバ 源の 

演 渇を克服し、 新たな技術スピルオーバ 源を獲得したことを 示唆してい 

る。 

を テクノストックの 生産関数と                                         

技術論文をテクノストックの 生産関数とした 場合 ( 図 5, 溺 k 雙 a 沌及 

Wa@an ぬち 2006  の差異について 考察する。 テクノストックおよび P 丁の 

推移は ， 同じ傾向を示すが、 事業分野ごとのテクノストックについてみ 

を目的変数としたものは、 技術論文を目的変数にしたも 

のに比べ、 既存事業の テタ / ストックが高く 計算されている。 

特許 は 、 ビジネス上の 優位性 るための武器であ り、 既存 事 

業 。 新規事業に関わらず、 積極的 れるのに 対 l. 、 企業が発行す 

る ジャーナルの 技術論文 は 、 新製品の品質。 性能の誇示、 あ るいは企業 

の技術の優位性をアピールする 目的で作られる。 既存事業 ( 電線。 ケー 

プル ) は、 産業として成熟しているので、 事業戦略上、 新規事業と比較 

して技術の重要性が 低い。 これが、 特許から推計したテクノストックと、 

技術論文から 推計したテクノストックの 差異の要因と 考えられる。 

本研究でほ、 技術スピルオーバを 企業の技術戦略と 関連づけてして 取 

り扱うため、 競争戦略が直接に 反映される「特許出額 @ から推計した テ 

ク / ストックを採用する。 
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図 5. 技術論文から 推計した 移 パリク 鰹 80% タタノ   

オー 

住友電工の新規事業の 技術スピルオーバを 分析するため、 化合物半導 

を分析する。 化合物半導体事業は、 住友電工の新規事 

業を代表するビジネスであ る。 住友電工の化合物半導体 は 、 弗 60 年代か 

ら 競合に先駆けて 研究開発を開始し。 主力製品の曲㎏ 基板でほ、 当初 

から現在までにわたって 世界シェアトツプを 保っている典型的な イ         

ーションの例であ る。 1980 年から如何年の 期間 @.- 、 394 人の企業内研究 

者が㏄ 40 件の特許を出願して 

また、 これらの材料の 特許由 間を表 2 に示して比較すると。 GaA 

s から順次、 他の材料に研究開発の 対象となる材料が 増加していること 

がわかる。 

表 2  f ヒ 合 @ 半導体の捧 榊ぎ崩 りの特許田原 簸執間 

す な む ち、 GaAs の研究開発で 碑 得された知識が 、 久に、 I 轄 GaSb, ㎝ P: 

血 AS.- へと、 他の材料に適応するように 形を変えて拡散していったこと 
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を 示唆している   

企業内の技術を 伝播させる中核的媒介者となるのほ 研究者であ るから、 

技術のスピルオーバについて、 研究者が行 う 技術スピルオーバのメカニ 

ズムを検討した。 図 6 に，特許由 

扱った材料の 数を示す。 

図 6 は、 化合物半導体の 技術スピルオーバは、 特定の少数の 研究者が引 

き 起こしていることを 示す。 特許出願の材料数の 多い代表的な 2 人の研 

から見た技術スピルオーバの 推移を見ると 図 7% 

のように整理される。   

図 7. 研究者 A の技術スピルオーバ   

研究者 A は 、 @9S3 午から 20% 年にかけて化合物半導体バルク 結晶の 

髄液成長 法 。 評価法について、 鰯 ㎏を主に s 種類の材料につき a5g 件 

を行っている。 技術スビルオーバ は 、 図 7 に 示 ずように、 G@a 撫 

を起点にして ，順次位の材料へと 拡散している " 研究者 A の引 き 起こし 

た技術スピルオーバは 、 鰯 ㎏の研究開発で 猿 得した、 化合物半導体の 

液相から固相（の 相転移についての 熱力学的物性についての 知識、 およ 

ぴ それを活用した 温度。 圧力制御のノウハウを、 物性が類似した 他の材 

料に適用したものであ る。 しかも、 この一連の技術スピル オ - バ 0% 度 

は 、 VCZ 法が 3 種類の材料で 特許 出 されるのに 2 年、 DC 法が 3 種類 

3 年、 v 芯接 が 5 種類 3 年と、 きわめて速いものどなっている。 また、 こ 

のような技術スピルオ - バ一のプロセスを 経て、 当初 は C,a ㎏ た けにし 

か適用てきなかった VCZ 法が、 住友電工の取り 扱う他の製品にも 遍く 遼 

用 できるよ う に進化し、 固有技術へと 変貌してゆくのであ る。 

研究者 も は， 1991 年から 2 ㏄ 4 午にかけて f> 種の材料につき 稲作の 持 

している。 とくに い 9 玉午から継続して 研究開発を行ってきた 

ZnSe のバルク基板成長の 研究開発で知識を 蓄積している。 ZnSe と、 そ 

こからスピルオーバを 受けている む が ほ 、 ワイドバンドギヤンプ 半導体 

佳 一案外のも ED や レーザに使用される。 鑑 撫などとは 異 

固化して結晶を 作ることができな ノ 、 ので、 気相からバルク 

基板を製造する 気相成長技術が 開発される。 研究者 B は、 劫 se の開発 

で、 ワイドバンドギヤ ップ半 尊体の物性と 気相成長のノウハウ、 きらに 

は 発光素子製造の キ 一ポイントとなる 転位制御技術を 蓄積していると 考 

3 年から 2 ㏄ 4 年の 2 年間にむがにスピルオーバ 

している。 ヮ 図 9, 図 ㏄に 轍液 成長基板，気相成長基板の 化合物半 溥体 

数の推移を示す。 敦液 成長は成熟した 技術であ るが、 気 

相 成長ほ開発途上てあ ることが 判 できる。 以上を整理すると、 企業内 

の技術スピルオーバの 特徴 は、 次の 3 点に要約される。 

 
 
企業内技術スピルオーバは 特定の少数の 研究 苦が 引き起こす。 

② 企業内技術スピルオーバでは 物性と製造方法に 関する 知隷が拡 

敵 する。 広範囲に、 急速に拡散する。 

 
 
企業内の技術スピルオーバ は 、 固有技術の形成に 不可欠なプロセ 

ス であ る。 
200 

賠 40 
  
  
1980  1983  1986  1989  1992  l995  1998  2001 

図 9. 髄液成長基板の 出 の 推移 げタ 5 仇 ， 2003)3 年移動平均 
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図 l0  気相成長基板の 出願の推移 ぴタ W0-2 卵舟 3 年 移 

、 て 、 もうひとっ特徴的なこ 

とは、 社外の研究者との が 多いことであ る。 図 u に示すよ             
とくに 臨 N は 2.n ㈱ 午 時点で㏄ % 以上の特許が 社外との共同出額であ る。 
㎝ N の共同発明のパートナー は 、 シャープ とソ ニ - であ る。 共同発明者 

一 417 一 



に シャープの研究者が 含まれる特許 とソニ 一の研究者が 含まれる特許が 

あ る。 1 件の特許に プヤ一プとソニ 一の両者が含まれるものはない。 

  
田 0 ・ 8 
邱 
--0 世 6 

冗 代 04 

患 0 2 

起 00 
1980 1985         ㈹ 95                 
図 M 社外との共願比率の 推移   

      __J_________________   

ほ 、 住友電工が、 錨撫に 始まってこの 時までに蓄積された 基板結晶の 

する固有技術の 蓄積の上に獲得きれたものであ る " この 技 

や シャープの素子形成技術をあ おせることで、 新 L, ハ イノ 

ベーションが 可能になっている 

この例 は 、 企業間の技術スピルオーバ は 、 企業の圃 有 技術を双方南 に 

スピルオーバさせることで 共進してゆくプロセスであ ることを如実に 示 

している。 

図ね ．固有技術に 基づく企業間技術スピルオーバ   

住友電工では、 シャープ。 ソニーとの特許の 共同出 

事業本部 制 。 執行役員 制 が施行きれ、 人事評価についても 戦略的目標管 

理が導入されている。 また，研究開発本部のマネジメントにおいてほ、 

主任研究員の 下で固定したチームが 研究を行 う システムから、 研究プロ 

ジェクトごとにチームを 作る、 より機動的なシステムに 変更されている " 

共同開発のような 企業間の交流の 場では     
文化のスピル 月一 バも 同時に超こり ぅ ることは知られている " したがっ 
て、 本研究のみからほ 特定できないが、 ソニー‥シャープとの 交流が -- 

連の改革に対し、 何らかの影響を 与えたことは 疑 う 余地がない。 

" 藩 翰 
4. を 

① 企業内技術 スヒ 。 嫁 -1¥, は特定の少数者による 製造技術の伝播であ る。 

② 企業内の技術スピルオーバ は 、 材料の間で繰り 返すことで、 適用範 

囲を拡げ、 高度な技術に 進化して固有技術となる。 

③ しかし、 企業内の技術スビルオ - バは．共通の 物性を捧 つ 材料に伝 

播 しっくした時点で 停止する。 

④ 社外との技術スピルオーバー は 、 固有技術の 

方向のスピルオーバ 一であ る。 

⑤ 企業間の技術スピルオーバーはて。 経営スタイルにも 影響を与える。 

企業内スピルオーバによる 固有技術の形成と 企業間相互スピルオーバ 

による新技術の 導入は、 相互に影響しあ って共進してゆく。 反面、 固有 

技術の形成に 失敗すれ ば 、 他者と共同開発を 行 う 機会を逸し。 共 進の連 

欽か 途切れてしま つ 。 

企業の技術 戟 略への示唆としてほ、 企業が、 社外との共同開発に 値す 

る独自の固有技術の 形成と、 穣極 的な企業間の 共同開発の両面を 並行し 

C 進めてゆくこと ； ; 肝要であ る。 

化が進み、 異種の産業や 技術の融合で 作られる ュヒ 

として、 今後は製造業のみての 企業間スピルオーバ 

がら、 産業 間のヌ ピルオーバにも 目を向けることが 不可欠てあ る。 また。 

経営の制度や 組織文化についても、 技術と同棲、 自社固有の強みを 活か 

しつつ、 他社の強みと 融合し ， 新しい自社の 強みを形成してゆくことが 

重要てあ る。 

課 題 

社外との抜荷スピルオ - バ か 発生している 根拠として、 社外との共同 
評を挙げた。 しかしながら、 共同出 の 特許に関する 計 量的が分 

析は本研究でほ 行っていない。 今後、 さらに分析を 深化してゆくなかで 

の 課題としたい。 

企業間の技術スピルオーバが、 技術たけでなく 経営スタイルに 与える 

影響にⅠ L' て 実証的に分析を 行うことほ、 今後の課題てあ る。 
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